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１．概要（Summary） 

半導体レーザーを用いた MEMS スキャン方式のピコ

プロジェクタ用の光スキャナの開発を行っている。弊社の

スキャナの特徴は 1 つのスキャナ素子で水平走査と垂直

走査の２軸駆動が可能であること、スキャナの駆動アクチ

ュエータとミラー位置検出センサに圧電体薄膜を用いて

いること、また圧電体薄膜の作製方法がADRIP法と呼ば

れる弊社独自の方法を用いている事にある。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 多元スパッタ装置、X線回析装置 

 

【実験方法】 

シリコン基板上へのスパッタリング法を用いたルテニウ

ム酸ストロンチウム(SRO)成膜。成膜された SRO の結晶

性の評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に成膜した SROの結晶性のＸ線回折による評価

結果を示す。 

 SRO 膜の下層にある Ti および TiOx 層の影響を受け

SRO の結晶性が変化することが分かった。今までの知見

ではアモルファス SRO 上に圧電体膜を成膜した方が良

い圧電特性が得られていた。今回の実験では Ti 上の

SRO は結晶化が進むのに対して、TiOx 上の SRO 膜は

アモルファスとなることが判明した。 

 また、成膜圧力を 0.5 Paから 0.8 Paに変化させ、SRO

結晶性への影響を確認したが、0.8 Paの条件下ではアモ

ルファスの膜を得ることが出来なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 XRD of SROs formed on Ti and TiOx.   

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

 


